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従来法による粉末冶金プロセス

〈Mechanical Mixing〉

・Contamination

・Long Operation Time

・Small-Amount
Ball Miring Process (FRITSCH Corp.)

grinding pot

ball

mother particle

additive particle

Microstructure
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粉末冶金による材料開発

従来法（ 機械混合）

ナノ 粒子

セラミ ッ クス粒子

(b)

(a)

(c)

複合粒子（ 静電吸着法）

複合顆粒（ 静電集積法）

圧粉体成形 焼結（ 複合材料）
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静電相互作用による複合化と顆粒化
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静電相互作用発現のための電荷調整
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複合粒子の開発
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複合顆粒の開発

400 µm

1 μm
500 nm 500 μm

・真球状
・単分散
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次世代モノづくりのための粒子設計

特殊材
３D造形

・傾斜
・内部構造
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新規複合材料の開発
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複合粒子製造システムの開発

粒子複合部

電荷付与部

量産→流路径確保
均質→効果的な混合

複合チップ 試作 設計（有限要素法） 3D造形

特願 2016-149072
複合粒子製造装置および複合粒子製造方法
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・テストユース：
岐阜セラミックス研究所

・販売：
A社（2019. 4〜）

自動表面電荷調整装置

1 μm 1 μm
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アルミナ系複合粒子が連続
的に製造できています

複合粒子製造システムの開発
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次世代モノづくり（傾斜材料の設計）

A

B

Press
Composite granule



Muto Lab.

次世代モノづくり（傾斜多孔質材料）

0 vol. %

↓

50

30 vol. %

20 vol. %1350 ℃

10 mm 5 μm

傾斜多孔質アルミナの開発
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次世代モノづくり（AD複合膜）

複合粒子

200 nm

Al2O3

ITO

ITO-Al2O3複合粒⼦SEM像
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ITO-Al2O3 (AD film)

可視光域 近⾚外光域

Al2O3 (AD film)

近⾚外光を遮蔽

ナノ粒子高分散透明セラミックス複合膜の開発

光学特性制御

ITO:近赤外線吸収物質

・金属酸化物
・ナノカーボン

セラミックス
粒子

＋

機械特性
電気特性
磁気特性
熱特性
光学特性
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次世代モノづくり（３D造形）

セラミック材料を用いた場合

[セラミック材料]

・融解温度
・レーザー吸収率

高
低

造形 困難

変化なし

セラミック材料の直接造形

溶融→凝固
[セラミック材料]

・融解温度
・レーザ吸収率 高

高

造形 可能

低

困難

10 μm

SiC
Alumina

アルミナの直接造形
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